










































专利名称(译) 制造电致发光显示装置的方法和形成薄膜的装置

公开(公告)号 CN100483787C 公开(公告)日 2009-04-29

申请号 CN200410102249.X 申请日 2000-07-24

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

当前申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

[标]发明人 山崎舜平

发明人 山崎舜平

IPC分类号 H01L51/56 H01L31/12 C23C14/56 H01L21/00

CPC分类号 H01L51/56 H01L21/67184 H01L21/67207 H01L21/67167 H01L21/67173 C23C14/568

代理人(译) 梁永

审查员(译) 沉君

优先权 1999209221 1999-07-23 JP

其他公开文献 CN1691845A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

多个处理腔连接到公共腔(图1中的103)，这些处理腔包括用于氧化的处
理腔(107)、用于施用溶液应用的处理腔(108)、用于烘烤的处理腔(109)
和用于汽相膜形成的处理腔(110，111)。由于薄膜处理装置的这种结
构，能够制造出采用高分子EL材料的EL(电致发光)元件而不接触空气。
因此，可以制造出高可靠性的EL显示装置。
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